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1. 서론 

 

광조형(stereolithography)기술은 광경화성수지에 빛을 조
사하여 원하는 부분을 경화시켜 한 층을 만들고, 이후로 
이전의 층 위에 새로운 층을 쌓아가는 방법으로 성형을 하
는 기술이다. 기존의 광 조형기술은 수십~수백 밀리미터 
크기의 부품을 제작하기 위하여 개발된 기술이다. 이 기술

의 성형 정밀도는 수십~수백 마이크로 미터 수준으로 각 
층을 쌓는 두께와 레이저 빔의 초점 사이즈에 의해 제한을 
받고 있다. 그런데, 최근 들어 마이크로 스케일의 구조물을 
제작할 수 있는 기술에 대해 활발한 연구가 진행되면서 기
존의 반도체 제작을 위한 MEMS 나 LIGA 기술보다 좀 더 
복잡한 형상의 제조가 가능한 기술연구 되게 되었으며, 그 
대표적인 기술이 마이크로광조형(micro-stereolithography)이
다. 마이크로광조형기술은 광조형기술의 정밀도에 한계를 
주는 두 요소인 층의 두께와 레이저 빔의 스팟의 크기를 
극도로 줄여 수~수십 마이크로 미터 수준의 정밀도를 얻도

록 하는 기술이다. 또한 마이크로 광조형기술은 그 장치 
제작비가 기존의 반도체 공정 장비들에 비하여 매우 저렴

하고 복잡한 3 차원적 형상도 매우 쉽게 만들 수 있다는 
장점이 있다. 또한, 마이크로광조형 기술의 원리도 기존의 
쾌속조형(rapid prototyping)기술과 동일하게 적층조형(layered 
manufacturing)기술을 이용하고 있으며, 광경화성수지

(photopolymeric resin)을 사용하는 점도 광조형과 유사하다.1 
미세광조형(micro-stereorithography)기술은 한층 씩 쌓아 

경화시켜 만드는 방식이며, 그 한 층을 만드는 방법에 따
라 주사방식(scanning method)과 전사방식(mask projection 
method)으로 구분 할 수 있다.2 이중에 전사방식에서 mask
는 LCD 나 DMD 를 사용할 수 있으나, 요즘에는 주로 안전

성이 높고 투과성이 높은 DMD 를 이용하는 기술이 일반화 
되어가고 있다.3, 4 그러나 DMD 를 mask 로 사용하고 있는 
미세광조형장치는 대부분 광원을 UV lamp 로 사용하고 있
는데 5, 본 실험장치는 DMD 를 mask 로 사용하고 있고, 광
원으로 UV lamp 가 아닌 UV laser(375nm)를 사용하고 있다. 
Laser 는 높은 직진성을 가지고 있으며 위상이 고른 단색광

이므로 기존의 램프에서 얻어지는 광에 필터를 적용한 램
프 광원에 비하여 수차가 적어 높은 정밀도를 얻을 수 있
을 것으로 기대 된다.6 그러나 diode laser 의 출력이 낮고 
curing 시간이 짧음에도 불구하고 레이저의 에너지가 깊이 
파고들어 우리가 원하는 두께를 굳히기가 어려웠다. 그래

서 이번 실험에서는 UV 안정제 중 하나인 TINUVIN 327 을 
광경화성수지에 일정 비율로 섞어서 실험하였다. 재료의 
혼합 비율과 경화시간에 따른 경화 폭과 깊이의 관계를 밝
히는 것이 실험에서의 주된 목적이다. 

 
2. System 의 구성  

본 연구에 상용된 미세광조형장치의 전체적인 구성을 
도식을 Fig. 1(a)에 나타내었고, Fig. 1(b)는 실제 장치의 사진

이다. 본 미세광조형(miclro-stereolithography)장치에 사용되

는 수지는 SOMOS 11120 과 IBXA 를 6:4 의 비율로 혼합하

여 제조하였다. 여기서 SOMOS 11120 은 다이오드 UV 레이

저(355nm) 시스템을 갖춘 광조형(stereolithography)장치을 위
한 photopolymer 이며, 자세한 특성은 Table 1 에 나타내었다. 

그리고 IBXA(Isobornyl Acrylate)는 경화제 희석 monomer 로

서 광경화성수지의 점도를 떨어트리는 역할을 하며 이것의 
특성은 Table 2 에 나타내었다. 광경화성 수지의 제조에 사
용된 또 다른 혼합물인 TINUVIN 327 은 ABS, 폴리우레탄, 
상온 경화 폴리에스테르 등의 자외선 안정제로 쓰이며, 자
세한 특성은 Table 3 에 나타내었다. 
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Fig. 1 (a) Schematic drawing of the system (b) photograph of the 

mircostereolithography apparatus. 
 
 

Table 1 Properties of the SOMOS 11120 
 

Items Properties 
Viscosity ~260cps at 30℃ 
Critical exposure 
Glass transition 

~11.5 mJ/cm2 

39~46℃ 
 

 
 

Table 2 Properties of the IBXA(Isobornyl Acrylate) 
 

Items Properties 
Formula C13H20O2 
Viscosity 2.6cps 
Glass transition 94℃ 
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